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１．概要（Summary） 

マイクロレンズアレイ試作加工において、多段階の露光

にて検討を行ったが、段数が充分に取れないことから、設

計の再現が取れていなかった。 
そこで今回、我々は東北大学のレーザ描画装置を用い

て、グレースケール露光によるマイクロレンズアレイの作製

を行った。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

レーザ描画装置 
【実験方法】 

青板ガラス上にフォトレジストが積層された基板を準備

し、レーザ描画装置によるグレースケール露光を行った。

事前にグレースケールパターンによる露光を行い、補正

データを得た。マイクロレンズアレイの設計データは、高さ

情報から補正データを基にビットマップデータに変換した

ものを使用した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

補正データの最適化に行い、マイクロレンズパターンを

描画した。現像後の測定データをFig. 1、Fig. 2に示す。 

 
Fig. 1 Measured profiles. 

 

 

Fig. 2 Comparison of designed  
and measured profiles. 

 
これらの結果から、設計データとの高い相関性を確認

することができた。今後は、高いレンズ設計や狭ピッチの

レンズについての再現性を高める検証を行う。 
 
４．その他・特記事項（Others） 

なし。 
 
５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 
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